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波長サイズを下回る一点に光を集中させ増強させる技術は非常に有用であり，様々な分野に利

用されている．光の集中はメタマテリアルやプラズモニック構造のような人工的な微細構造によ

って実現されてきた[1]．それらの特性はいくつかの分光学的手法によって研究されてきたが，従

来手法では光学的構造の表面光電界の直接観測は回折限界により不可能であった．本研究では回

折限界を克服するために走査型近接場光顕微鏡 (SNOM) を用いた．SNOM は赤外においても

20nmの解像度を有する．我々は SNOMを用いてプラズモニック構造の一種である Bull’s eye（BE）

構造[2]について表面電界分布の観測を行ったのでこれを報告する．BE 構造は回折格子の回転体

であり，今回ポリマーによる転写を用いた簡便なプロセスにより BE構造を作製した． 

BE構造のパラメータを最適化するために Finite-difference time-domain (FDTD) 法による数値計

算を行った．Fig. 1(a) に示すように，入射角は 30度，光源の波長は 7.73μmである．これは SNOM

における実際の測定環境に則したものとなっており，数値計算の結果を Fig. 1(b)に示す．SNOM

における測定は 7.73μmの波長を有する量子カスケードレーザを用いた．Fig. 1(c)の近接場像の実

験結果は，Fig. 1(b) のシミュレーション結果と同様のパターンを示すことが分かった（例えば両

図，黒のサークル内）．この一致は SNOM が光学的構造の表面光電界分布の観測に有用であるこ

とを示している． 

本研究は、東京工業大学「東工大の星」による支援の元に遂行された。 
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Fig. 1. (a) MIR incident angle. (b) FDTD simulation result of surface optical field distribution in the BE structure under  

7.73μm-wavelength irradiation. (c) Near-field image of the BE structure. 
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